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新規な液相法による超薄膜を用いた電子デバイスの開発
研究代表者 工学部 蓮覚寺 聖―
研究概要
緻密な薄膜作製手段として気相法ではCVD、PVD、液相法ではゾルーゲル法がある。液相



















































Fig.1 SEM image of surface of PZT thin films.
Ti substrate without etching (A) and
wuth ething (B) ()( 100,000)
Eching condition : Sulfuric acid, 3 minutes
Fig.2 X-ray diffraction patterns of PZT powder
heat-treated at each temperature.
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